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【手続補正書】
【提出日】令和3年4月12日(2021.4.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回折構造体を製造するためのマスタプレートを作製する方法であって：
　周期的な初期表面プロファイルを有する基板を提供することと；
　前記初期表面プロファイルを少なくとも部分的に、充填材料（１６Ａ、１６Ｂ）で均一
に充填することと；
　前記充填材料（１６Ａ、１６Ｂ）を部分的に除去して、前記基板及び前記充填材料（１
６Ａ’、１６Ｂ’）で形成される周期的な高さ変調式表面プロファイルを有するマスタプ
レートを作製することと、
　を含み、前記初期表面プロファイルは、前記高さ変調式表面プロファイルに関連する充
填率変調性を有し、
－前記充填材料（１６Ａ）の除去は、前記充填材料（１６Ａ）の除去にグレースケールリ
ソグラフィを用いて、前記高さ変調式表面プロファイルを形成することを部分的に含む、
並びに／又は、
－前記充填材料（１６Ｂ）の除去は：前記充填材料上に、不均一な高さプロファイルを有
する物理的マスク層（１８Ｂ）を設けることと；各位置において前記マスク層（１８Ｂ）
及び下にある充填材料（１６Ｂ）を除去し、前記マスク層（１８Ｂ）の前記高さプロファ
イルを前記充填材料（１６Ｂ’）の対応箇所に複製して、前記高さ変調式表面プロファイ
ルを形成することと、を部分的に含む、
　方法。
【請求項２】
　前記高さ変調式表面プロファイルは、異なるプロファイル高さを有する２以上の別個の
セグメント（Ｓ１－Ｓ３）を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記高さ変調式表面プロファイルは、線形プロファイル等の横方向高さ勾配プロファイ
ルを有する、請求項１又は請求項２に記載の方法。
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【請求項４】
　前記高さ変調式表面プロファイルの高さ変調は、前記表面プロファイルの少なくとも周
期的一元的方向において生じる、請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記初期表面プロファイルは前記除去の前に前記充填材料（１６Ａ、１６Ｂ）で完全に
満たされ、前記基板が平坦にされる、請求項１～請求項４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　基板プレートを提供すること、及び前記基板プレートから例えば電子ビームリソグラフ
ィにより材料を除去すること又は前記プレートに例えばナノインプリンティングにより材
料を付与することによって、前記基板に前記周期的な初期表面プロファイルを提供するこ
とを含む、請求項１～請求項５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記初期表面プロファイルは、バイナリプロファイルである、請求項１～請求項６のい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記初期表面プロファイルは、三角形プロファイル又は傾斜したプロファイル等の非バ
イナリプロファイルである、請求項１～請求項７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記充填材料は異なる横方向セグメント内で異なる量を、一元的方向のみで除去され、
一元的方向に高さ変調された表面プロファイルが形成される、請求項１～請求項８のいず
れか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記充填材料は異なる横方向セグメント内で異なる量を、二元的横方向で除去され、二
元的方向に高さ変調された表面プロファイルが形成される、請求項１～請求項８のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記初期表面プロファイルは、一元的方向又は二元的方向において周期的である、請求
項１～請求項１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　回折構造体を製造するためのマスタプレートであって：
　フィーチャ（１４Ａ、１４Ｂ）と前記フィーチャ（１４Ａ、１４Ｂ）間の間隙とによる
周期的パターンを有する基板；及び
　マスタプレートが高さ変調式表面プロファイルを有するように、前記間隙内に不均一な
量で提供される充填材料（１６Ａ’、１６Ｂ’）；
　を含み、
　前記フィーチャ（１４Ａ、１４Ｂ）の周期的パターンは充填率変調式であり、
　前記マスタプレートは請求項１～請求項１１のいずれか１項に記載の方法を用いて作製
される、
　マスタプレート。
【請求項１３】
　前記高さ変調式表面プロファイルは、前記間隙内の前記充填材料（１６Ａ’）の量によ
り画定される異なるプロファイル高さを有する、２以上の別個の横方向セグメント（Ｓ１
－Ｓ３）を含む、請求項１２に記載のマスタプレート。
【請求項１４】
　前記高さ変調式表面プロファイルは、前記間隙内の前記充填材料（１６Ｂ’）の量によ
り画定される横方向高さ勾配を有する、請求項１２又は請求項１３に記載のマスタプレー
ト。
【請求項１５】
　前記高さ変調式表面プロファイルは、完全に前記基板に画定される垂直側壁及びフィー
チャ上部と、完全に前記充填材料（１６Ａ’、１６Ｂ’）により画定される間隙底部と、
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を含む、請求項１２～請求項１４のいずれか１項に記載のマスタプレート。
【請求項１６】
　前記フィーチャ（１４Ａ、１４Ｂ）は、バイナリフィーチャ、三角形フィーチャ、又は
傾斜したフィーチャである、請求項１２～請求項１５のいずれか１項に記載のマスタプレ
ート。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６６】
　図４Ａ及び図４Ｂは、誘電バイナリ格子の一次透過の回折効率が、高さ及び充填率変調
により変調され得ることを示す。数値結果は、フーリエモード法（厳密結合波解析として
も知られる）で得られた。バイナリ格子は、空気と屈折率２．０のガラス基板との界面に
存在し、格子周期は５００ｎｍであり、充填率は０．５であり、格子は基板と同じ材料製
である。回折格子は、法線入射における自由空間波長４５０ｎｍの平面波で照射される。
結果を横電気偏光（ＴＥ）及び横磁気偏光（ＴＭ）の双方により示す。図４Ａにおいて格
子充填率は０．５であり、図４Ｂにおいて格子高さは２５０ｎｍである。
　なお、本開示に係る態様は以下の態様も含む。
＜１＞
　回折構造体を製造するためのマスタプレートを作製する方法であって：
　周期的な初期表面プロファイルを有する基板を提供することと；
　前記初期表面プロファイルを少なくとも部分的に、充填材料で均一に充填することと；
　前記充填材料を部分的に除去して、前記基板及び前記充填材料で形成される周期的な高
さ変調式表面プロファイルを有するマスタプレートを作製することと、
　を含み、前記初期表面プロファイルは、前記高さ変調式表面プロファイルに関連する充
填率変調性を有する、方法。
＜２＞
　前記充填材料の除去は、前記充填材料の除去にグレースケールリソグラフィを用いて、
前記高さ変調式表面プロファイルを形成することを部分的に含む、＜１＞に記載の方法。
＜３＞
　前記充填材料の除去は：
　前記充填材料上に、不均一な高さプロファイルを有する物理的マスク層を設けることと
；
　各位置において前記マスク層及び下にある充填材料を除去し、前記マスク層の前記高さ
プロファイルを前記充填材料の対応箇所に複製して、前記高さ変調式表面プロファイルを
形成することと、
　を部分的に含む、＜１＞又は＜２＞に記載の方法。
＜４＞
　前記高さ変調式表面プロファイルは、異なるプロファイル高さを有する２以上の別個の
セグメントを含む、＜１＞～＜３＞のいずれか１つに記載の方法。
＜５＞
　前記高さ変調式表面プロファイルは、線形プロファイル等の横方向高さ勾配プロファイ
ルを有する、＜１＞～＜４＞のいずれか１つに記載の方法。
＜６＞
　前記高さ変調式表面プロファイルの高さ変調は、前記表面プロファイルの少なくとも周
期的一元的方向において生じる、＜１＞～＜５＞のいずれか１つに記載の方法。
＜７＞
　前記初期表面プロファイルは前記除去の前に前記充填材料で完全に満たされ、前記基板
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が平坦にされる、＜１＞～＜６＞のいずれか１つに記載の方法。
＜８＞
　基板プレートを提供すること、及び前記基板プレートから例えば電子ビームリソグラフ
ィにより材料を除去すること又は前記プレートに例えばナノインプリンティングにより材
料を付与することによって、前記基板に前記周期的な初期表面プロファイルを提供するこ
とを含む、＜１＞～＜７＞のいずれか１つに記載の方法。
＜９＞
　前記初期表面プロファイルは、バイナリプロファイルである、＜１＞～＜８＞のいずれ
か１つに記載の方法。
＜１０＞
　前記初期表面プロファイルは、三角形プロファイル又は傾斜したプロファイル等の非バ
イナリプロファイルである、＜１＞～＜９＞のいずれか１つに記載の方法。
＜１１＞
　前記充填材料は異なる横方向セグメント内で異なる量を、一元的方向のみで除去され、
一元的方向に高さ変調された表面プロファイルが形成される、＜１＞～＜１０＞のいずれ
か１つに記載の方法。
＜１２＞
　前記充填材料は異なる横方向セグメント内で異なる量を、二元的横方向で除去され、二
元的方向に高さ変調された表面プロファイルが形成される、＜１＞～＜１０＞のいずれか
１つに記載の方法。
＜１３＞
　前記初期表面プロファイルは、一元的方向又は二元的方向において周期的である、＜１
＞～＜１２＞のいずれか１つに記載の方法。
＜１４＞
　回折構造体を製造するためのマスタプレートであって：
　フィーチャと前記フィーチャ間の間隙とによる周期的パターンを有する基板；及び
　マスタプレートが高さ変調式表面プロファイルを有するように、前記間隙内に不均一な
量で提供される充填材料；
　を含み、前記フィーチャの周期的パターンは充填率変調式である、マスタプレート。
＜１５＞
　前記高さ変調式表面プロファイルは、前記間隙内の前記充填材料の量により画定される
異なるプロファイル高さを有する、２以上の別個の横方向セグメントを含む、＜１４＞に
記載のマスタプレート。
＜１６＞
　前記高さ変調式表面プロファイルは、前記間隙内の前記充填材料の量により画定される
横方向高さ勾配を有する、＜１４＞又は＜１５＞に記載のマスタプレート。
＜１７＞
　前記高さ変調式表面プロファイルは、完全に前記基板に画定される垂直側壁及びフィー
チャ上部と、完全に前記充填材料により画定される間隙底部と、を含む、＜１４＞～＜１
６＞のいずれか１つに記載のマスタプレート。
＜１８＞
　前記フィーチャは、バイナリフィーチャ、三角形フィーチャ、又は傾斜したフィーチャ
である、＜１４＞～＜１７＞のいずれか１つに記載のマスタプレート。
＜１９＞
　＜１＞～＜１３＞のいずれか１つに記載の方法を用いて作製される、＜１４＞～＜１８
＞のいずれか１つに記載のマスタプレート。
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